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１．概要（Summary） 

 近年、ブロックポリマーのミクロ相分離を用いたＤ

ＳＡ（Directed Self Assembly）技術は、10 nm以降の最

先端リソグラフィの方法として、注目されている。堀

場エステックは従来から、リビングアニオン重合によ

るブロックポリマーの研究開発を行っている。本研究

により、ブロックポリマーのリソグラフィ応用への最

適化研究を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ICP質量分析装置 

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

 ウェハ汚染計測装置を用いて、弊社で作製したブロ

ックポリマーに含まれている金属不純物濃度の測定

を行った。サンプルを溶かした溶媒を、定量に希釈し、

サンプルを作製後測定。 

 ブロックポリマーを溶かした溶媒を、スピンコータ

にてシリコンウェハに塗布し薄膜を作製。塗布後にホ

ットプレートにて加熱しサンプルを作製する。作製し

たサンプルを超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡

を用いてミクロ層分離の確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 作製したブロックポリマーの金属不純物濃度を測

定した所、信頼度の高い外注分析結果よりも金属濃度

が多い結果だった。要因としては作業者の習熟度が足

りていない事による影響と考えているため、今後も継

続的に施設装置を利用して測定技術レベルの向上を

行っていく。 

 同様にミクロ層分離の検討も行った。SEM用サンプ

ル作製の条件、SEM測定の条件を調整することにより、

ミクロ層分離を確認することができた(Fig. 1)。また、

今回作成したサンプルのTopview観察の他、断面の観

察を行うことにより、相分離形状の確認、現像プロセ

ス条件の最適化を行う事ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 SEM image of block copolymer. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者： 

・京都大学竹中幹人様に感謝いたします。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) T. Kosaka et al.1
st
 international symposium on DSA 

October 11-13, 2016. 

(2) T. Himi et al. SPIE advanced lithography 26 

February–2 March, 2017. 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 


